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Allamvizsga

Ismertesse a szilard halmazallapot jellegzetes anyagformait, valamint a kristalyos anyagok
leirasara alkalmazott Miller - Bravais rendszert. Mutassa be az alapvet6 elemi félvezeték (Si,
Ge) kristalyszerkezetét, roviden ismertesse a fémes, ionos, atomos, molekula kristalyokat.
Foglalja dssze a kristalytanban alkalmazott sirtiség fogalmakat.

Mutassa be az anyag kettés természetét alatdmaszto kisérleti bizonyitékokat. Ismertesse a
kristalyos anyagok savszerkezetét. Jellemezze az intrinszik (szerkezeti) ¢s az extrinszik,
(adalékolt) félvezet6 anyagokat. frja fel a folytonossagi egyenletet, térjen ki a kiilsnb6z6
komponensek ismertetésére.

Ismertesse a bipolaris tranzisztor mikddési elvét és a pn atmenet (dioda) potencidldiagramyjat,
aram-fesziiltség karakterisztik4jat. Véazolja a bipoldris tranzisztor példdjan az IC technologia
fobb lépéseit (planaris tranzisztor, ellendllas €s kondenzator eléallitasa).

Ismertesse a MOS FET (térvezérlést tranzisztor) miikddési elvét, és a komplementaris MOS
(CMOS) tranzisztoros inverter mitkodését. A CMOS inverter példajan vézolja a CMOS IC fébb
technoldgia 1épéseit.

Ismertesse a fényelektromos eszkozok alapvetd csoportjait, mutassa be a fotodidda, a
fényemittald dioda és a lézerdioda kozotti eltéréseket.

Ismertesse a félvezetdknél alkalmazott alapanyag eldallitasi, valamint a kristalyndvesztesi €s
tisztitasi (Czochralski és Bridgman modszer, zonds tisztitas) eljarasokat.

Ismertesse a mikroelektronikai eszkozok (integralt aramkorok, mikroelektronikai érzékeldok)
eléallitasanal alkalmazott rétegépitési modszereket (folyadékfazist, gbzfazisa €s
molekulasugaras epitaxia).

Ismertesse a mikroelektronikai eszkozok (integralt aramkorok, mikroelektronikai érzékel6k)
elallitasanal alkalmazott réteglevalasztasi mdodszereket (vakuumparologtatas, porlasztas,
kémiai gdzfazisu epitaxia, sziliciumdioxid termikus ndvesztése).

Mutassa be a nanotechnikaban is alkalmazott atomréteges levalasztas modszerét (ALD),
ismertesse az egyéb CVD modszerekkel szembeni elonyeit!

Ismertesse a plazmaszorasos (Plasma Spray Deposition) technologiat, helyezze ela
réteglevalasztasi eljarasok kozott!

Ismertesse az integralt aramkori technologiaban alkalmazott diffuzids adalékolas folyamatat,
hasonlitsa dssze az allando feliileti koncentracio és az allando adalékmennyiség esetén
kialakithato profilokat!

Ismertesse az ionimplantalds folyamatat, elényeit a diffizios eljardsokkal szemben, valamint az
jonimplantaciés berendezés vazlatos felépitését!
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Ismertesse a mikroelektronikai, illetve mikrotechnoldgiai rajzolat- és dbrakialakitasi
modszereket. Ismertesse a fotolitografia képalkotdé modszereit.

Mutassa be elektronlitografia folyamatat és jellegzetességeit. Ismertesse az elektronlitografiai
berendezés felépitését. Hasonlitsa dssze az elektron-, Rontgen- €s ionlitografiai modszereket!

Ismertesse az alapveto rétegeltavolitasi mddszereket, hasonlitsa 6ssze a nedveskémiai valamint
a plazma-mardasos technikakat!

Ismertesse a mikroelektromechanikai rendszerek és eszk6zok (MEMS) fobb jellemzoit és
miikddési elveit. Mutasson példat MEMS alkalmazasokra.

Ismertesse a fontosabb MEMS/NEMS technologiai eljarasokat (tombi és feliileti
mikromegmunkalas). Mutassa be az dldozati réteg szerepét.

Mutassa be a LIGA technolégiat, valamint a meleg dombornyomas modszerét, alkalmazasi
lehetdségeiket!

Ismertesse a FINFET szerkezetet, nevezze meg jellegzetes alkalmazasat, mutassa be eldallitasi
folyamatéat!

Mutassa be a szén-alapti nano-anyagokat €s eloallitasuk lehetdségeit!



